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@ Aufstdubung von Permalloy-Schichten.

@ Es wird ein Permalloy-Aufstédubverfahren beschrieben,
das es ermoglicht, mehrere Mikrometer dicke Schichten
durch Kathodenzerstdubung reproduzierbar mit kieinem H,
aufzustauben. Dies wird durch gezielte Zugabe von Restgas,
zum Beispiel von Stickstoff, zum Aufstiubgas erreicht.
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Aufstdubung von Permalloy-Schichten.

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erzeugung von
magnetisch anisotropen Permalloy-Schichten mit kleiner
Koerzitivfeldstéirke (H,) durch Aufstéuben. Permalloy-
Schichten mit kleinem Hc werden flr verschiedene Anwen-
dungen bendtigt. So sind zum Beispiel fir DUnnfilm-
Magnetkdpfe mehrere Mikrometer dicke Permalloy-Schiéhten
(Ni/Fe ca. 80/20) erforderlich, die vorzugsweise durch
Kathodenzerstdubung aufgebracht werden.

Mit dem bisher Gblichen Verfahren der Hochfrequenzdioden-
zerstdubung (RF = radio frequency) werden Aufstiubraten
von bis ca. 3 um/h erreicht. Dabei wird Argon als Auf-
stdubgas verwendet.

Aufstdubverfahren mit Magnet feldunterstiitzung (Magnetron-
Aufst&ubung) sind bisher nicht fiir Permalloy eingesetzt
worden, da das magnetische Target das Ausbilden des Ma-
gnetronringes infolge des magnetischen Kurzschlusses im
Target unterbindet. Man kann aber durch gewisse Anlagen-
anpassungen (Magnetron mit hoherer Feldstirke als tblich
und/oder Permalloy-Target mit Schlitzen, siehe IEEE Trans-
actions On Magnetics, Vol. MAG-18, No. 6, November 1982,
S. 1080-1082) trotzdem eine Magnetronaufstd@ubung erzie-
len. Damit werden Aufst&ubraten bis ca. 9 ym/h méglich.

Bei Permalloy-Schichten fir DUnnfilm-Magnetkdpfe wird
unter anderem gefordert, daB die Schichten magnetische
Anisotropie aufweisen ("leichte", "schwere™ Richtung).
Dies wird dadurch erzielt, daB wahrend der Schichterzeu-
gung ein stationdres Magnetfeld in "leichter" Richtung
Wed 1 P1r/31.10.1983



10

15

20

25

30

35

0144851

-2 - VPA 83 P 1904
angelegt ist. Fir die einwandfreie Schreib-/Lese-Funktion
des Kopfes ist es auBerdem unbedingt erforderlich, daB
die Koerzitivfeldstirke H, (gemessen in "leichter" Rich-
tung, nach dem Ublichen induktiven MeBverfahren) einen
bestimmten Wert, zum Beispiel <C 0,25 A/cm nicht Uber-

schreitet.

Bei bekannten Aufstiubverfahren ist das nicht reprodu-
zierbar méglich. Dies gilt besonders bei Schleusenanla-
gen, die von vornherein einen geringen Restgasanfall beim
Aufstduben haben. Ahnliches gilt auch bei Anlagen nach
dem Batch-Verfahren, wenn Schichten von mehreren Mikron
Dicke benttigt werden. Ursache ist der EinfluB des Rest-
gasanfalls beim Aufst8uben auf die magnetischen Eigen-
schaften. Offensichtlich ist ein gewisser Restgasanteil
glinstig. |

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, das eingangs
genannte Verfahren zu realisieren, das die Aufbringung -
magnetisch anisotroper Permalloy-Schichten mit kleinem Hc
reproduzierbar durchfiUhrbar macht. Dies wird dadurch er-
zielt, daB dem Aufstdubgas (i. a. Argon) reaktives Gas
(Stickstoff, Luft usw.) zugesetzt wird. Dadurch wird
erreicht, daB eine stets gleiche Menge eines reaktiven
Gases beim Aufstd8uben zur Verfigung steht. Dadurch kann
dieses Verfahren bei Anlagen nach dem Batch- oder Schleu-
senprinzip bzw. bei Aufstaubverfahren mit unterschied-
licher Aufstd@ubrate (RF-Diodenprinzip, Magnetronprinzip)
reproduzierbar eingesetzt werden.

Nach einer Weiterbildung der Erfindung wird als Aufstaub-
gas ein Argon-Stickstoffmischgas verwendet. Dabei wird
vorzugsweise dem Argon-Aufstdubgas 0,5 - 2 % Stickstoff
zugesetzt. Die Verwendung des Verfahrens nach der Erfin-
dung ist sowohl in Anlagen mit RF-Diodenprinzip oder
solchen mit Magnetronprinzip méglich.
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Die Erfindung wird anhand von Ausfiihrungsbeispielen er-
ldutert. Es wurden folgende Substrate verwendet: Titan-
carbid mit Aluminiumoxidunterlage (4 mm dick), Softglas
(4 mm), Silizium-Wafer (0,6 mm). Die Schichtdicken fiir
diese Beispiele sind 2 - 4 pm.

Ausfihrungsbeispiel 1:

Aufstaubanlage nach dem RF-Diodenprinzip mit Schleuse.
hne Stickstoff ergeben sich bei den genannten Substraten
HC-Werte bestenfalls von 0,4 - 0,6 A/cm wahrend mit
Stickstoffzugabe 0,2 A/cm erzielt werden.
(Standbeschichtung; Permalloy-Aufstdubrate 3 pm pro
Stunde)

Ausfihrungsbeispiel 2:

Halbautomatische Durchlaufanlage mit Schleuse; Aufstduben
nach dem Magnetronprinzip.

Ohne Stickstoff 0,45 A/cm und mit Stickstoff 0,2 A/cm.
(Standbeschichtung Permalloy-Aufstdubrate 6 - 8 um pro
Stunde)

4 Patentanspriiche
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1. Verfahren zur Erzeugung von magnetisch anisotropen
Permalloy-Schichten mit kleiner Koerzitivfeldstérke (HC)
durch Aufstduben, dadurch gekennzeich -
net, daB dem Aufstdubgas (i. a. Argon) ein reaktives
Gas (Stickstoff, Luft usw.) zugesetzt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch ge -

kennzeichnet, daB als Aufstdubgas ein
Argon/Stickstoffmischgas verwendet wird.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch ge -
kennzeichnet, daB dem Argon-Aufstdubgas
0,5 - 2 % Stickstoff zugesetzt werden.

4, Verwendung dieses Verfahrens sowohl in Anlagen mit
RF-Diodenprinzip oder solchen mit Magnetronprinzip.
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